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Dosing Procedure for Halogen Lamps with Re 3 Br 9 or Re 5 Cl 9 
Dosierverfahren ftr Halogen Gliihlampen mit Re 3 Br 9 oder Re 5 Cl 9 



A dosing procedure for halogen lamps with rhenium bromide or rhenium ^1 -a ■ 
soluhon. ,f applicable, together with a phosphorus getter. Enough sSo 1 
^lament of the halogen lamp, so that after decomposition of tf «tm ha de 0^1°"'° ! 
rhenium layer with a thickness between 20 and 400 nm forms fl,ament ' a 
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Description 



h , Pn , Pr0Ced f ures for d0S1 "g of halogen lamps with gaseous compounds have 
been known for some time. Just as procedures were described for dosin* vvt* 
compounds m the fhnd phase, it is well known that tungsten-rhenium alloys'* Te 
cold lamps area are res.stant against chemical attack and in general also insensttve 
to mechanical shock. Rhenium metal is used as a § cathode ma*ri TTn 
Gasentladungs lamps with chemically aggressive gases also. 

It is just as well known that halogen lamps are filled, for example with » 
gaseo US compound such as methylene dibromide or a related hyZ^ - 
halogen compounds with a fill pressure according to lamp type between 01 and 1 0 
mba, _I n co ion w , h a ^ a^Lcall ? re'enerati n 

cycle 1S formed that transports tungsten back to the filament coil/lhe chemical 
attack of the power supply leads and colder parts is certain by chemical ki Jr > 
so that rather finely distributed tungsten is removed at the bu b waSTd no • ^ 
amounts of tungsten from the ends of the filament coil. g6 

h\ah T ul ° f • th£ invention is * e hai °S^ glow lamp for the low volts and 
bgh volt business wnh hard glass bulb or quartz bulb. The reactive halo4 fill n * 
hl ° u & 1 in by Re 3 Br 9 or Re 3 Cl 9 as a fluid on the filament or into th bu, h a 

r^m 0l b Vem T ^ r ^ * £lhan01 ° r ™«* Wketon (MIBK) £ 
rhenium bromide can be raised so on the filament. After pumoma out n f \ht 
volatUe solvent, the halogen lamp is filled with an inert gas and sS 

P m • S K C \ a p , rocedure is alread y kn^wn for the bringing in of a getter such as 
P3N5 m hard glass halogen lamps. One could combine, for example P,N and 

serves « t ^f 1 ™ of f henium °" ^ ^ filament parts and supply leads 
serves as a cover layer against chemical attack and stronely reduce. ihVr. , 
rat,o ot oxygen a,d bromine or chlorine w,th regard to tgs e„ E s ' , 
smal crystalline structure and crystal transition are^ftaTnormalfv f * " 

ssssr ffid cas,ly corroded »* "X~ d ^: 

r u gh 11^ 

burners are puncture festival. J 9 - ,9 fllIed 
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filling, for example with 0.3 mbar Re 3 Br 9 or Re 3 Cl 9 that at cold filament 
parts and supply leads a rhenium is separated-layer between 20 and 400 nm. 

Patent Claims 

Dose procedure for halogen lamps through it marked that rhenium bromide 
is raised or rhenium chlorides in fluid solution, if applicable, together with a 
phosphor getter into the lamps volume, i.e., on a filament. 



Beschriebung 

fw V ^ r , en r 2 u um Dosiefen von Halogenlampen mil gasiSrrnigen Vcrbindunvn sind scit lan-crr, beicannt 

£s isx ebenso bcJcanni, dass Halogen lampcn beispcls weise mil cincr easftirnifarn v*rk- a 
M«hyl«c dibromide od, ciner v^andren KohkLnerSff- halogen ,aZu^ 2Sn F«5S ucffnS 
Lampentyp zw.schen 0.1 und 10 mbar gcMi werden. Im Zusammcnwirken mil cinem "erineli ^uiS \ u 
s.ch e,n chenisch reviver Zyklus aus. Dcr vcrdampfc.es Wolfram ziTta^Sh 2f , 
Dcr che m ,*hc AngrifTdcr ZufDhrungcn und kiliicrcn Wenddberciche isi durch chemische kSl-^?- tnnspor " 1 cn 
ch.er fti „ bcncil.es Worlfram v 0n dcf Ko^wand und nichl massiv* Wo£^f^^^ 



Anwcndungsgtbcit der Trfindung isi die haiogen cluhlampe fQr den Niedervnlr , m H h^k i • , 
«ngl^olbcn odcr q^olbc. Die rcak, ha.ogcnllllun wird I Lt. ^^ ^S^^ T 
k f ^ auf die giohwcnde, 0 der in dcD Kolben cingcbrachL AIs aootare LoL JmlcTi £ ^ i 

mcihyljsobuyllkoone (MIBK) verw endc t werden. Das Rhen.umbromid kann so auf dS Wc dcT^utbrTl f ° 
Nach abpumpen d« nach.igcn Lonmpmiocl, ^ird die G.Oh.ampc mic eincm Inert t^S^^S^ 

Em solchcs Vcrfahrcn ist bereits bckanm fucr das Einbringca eines Genera wie P^Ns ; n h- ,.i u , 
jn, P». Man Icannle bcispeb weisc P3NS and Rc3Br9 in dicscr Wete'gcmein^ m " n« U^un L ^ ^ • 
fn dcr Tegel werden halogen lamps mi, einem incngas und gasftrmigca Beimen,™ JTn Lt«t * 
kohlcnw^emoffa, ge fu„, wobei in dcr Regel ^o^^ M i, gen v * n kon 3 wa °" cr off T 
lampcaraun, gehngen. Di«e elements ftthren ; ur Verspr6dung des lendclmareriafe odcV wch > um v 

Dcr Niederschlag von rhenium auf dcn colder Wcndelteilen und Zuruhrun°en diem als *rh„«- l 
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Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen 

{§) Dosierverfahren fur Halogen-Gluhlampen mit Re3-BrS Oder Re3CI9 

(57) Dosierungsverfahren fur HalogenglGhlampen mit Rhe- 
niumbromid oder Rhentumchlorid in Losung, gegebe- 
nenfalls zusammen mit einem Phosphorgetter. 
Es wird so viel Losung auf den Gluhwendelkorper der Ha- 
logenlampe aufgebracht, dass nach Zersetzung der Rhe- 
niumhalogenide auf dcm Gluhwendelkorper eine Rheni- 
umschicht mit einer Dicke zwischen 20 und 400 nm ver- 
oieibt. 
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Beschreibung 

Verfahren zum Dosiercn von Halogenlanpen mil gasfor- 
migcn Verbindungen sind seit langem bebanL Ebenso war- 
den Verfahren zum Dosieren mit Verbindm^ra in der fliissi- 5 
gen Phase beschrieben. Ebenso ist bekana,dass Wolfram- 
Rhemurn Legicmngen im kalteren Lamprafacrcich gegen 
chemischcn AngnfF widcrstandsfahiger undkn allgerneinen 
auch stossunemptindlicher sind. Rheniun-Metall wird ais 
Kathodenmaterial in Gasentladungslampea mil chemisch 10 
aggrcssiven Gasen ebenfalls verwendet. 

Es ist ebenso bekannt, dass HalogerUampcn beispiels- 
weise mit einer gasiormigen Verbindung wie Methylendi- 
bromid oder einer verwandten Kohlenw2sserstorT-Halogen 
Verbindung mit einern Fiilldruck je nach Lampcntyp zwi- 15 
schen 0.1 und 10 mbargefiillt werden. ImZnsammenwirken 
mit einem ge ring en SauerstotTdruck bikta sich ein che- 
misch regenerativer Zyklus aus, der vcrdarnpftes Wolfram 
zuruck in den Wendelbcreich transportiefl. Der chemische 
Angrift" der Zufuhrungen und kalteren Wendelberciche ist :o 
durch chemische Kinctik bestimmt, so dasseher fein vcrtcil- 
ics Wolfram von der Kolbenwand und nictrt massive s Wol- 
fram von den Wendelendcn abtransportieri wird. 

Anwendungsgebiet der Erfindung ist die Halogen-Gluh- 
lanipe fur den Niedervolt- und Hochvoltbetrieb mit Hart- 25 
glas- oder Quarzkolbcn. Die reaktive Halogenfullung wird 
in Form von gelostem Re 3 Br 9 oder RC3G9 als Fliissigkeit 
auf die Gluhwcndel oder in den Kolben cingebracht. Als 
apolare Losungsmittel kann Ethanol oder auch Methyliso- 
butylketon verwendet werden. Das Rhcniimtbromid kann so 30 
auf die Wendel aufgebracht werden. Nach Abpumpen des 
fliichtigen Lbsungsmittels wird die Gluhbrape mil einem 
Inertgas gefullt und abgeschmoizen. 

Ein solchcs Verfahren ist bereits bekannt fur das Einbrin- 
gen eincs Getters wie P3N5 in Hartglas-Hafogenlampen. 35 
Man konnte bei spiels weise P3N5 und Re 3 Br 9 in dieser Weise 
gemeinsam mit einem Losungsmittel aufbrii^en. In der Re- 
gel werden Halogcnlampen mit einem Inertgas und gasfor- 
rnigen Beimengungen von halogen ierten Kohlenwasscr- 
stolTcn gefullt, wobei in der Regel uncrwunschte Mcngcn 40 
von KohlenstotTund Wasscrstoff in den Lampenraum gclan- 
gen. Dicsc Elemente fuhrcn zur Versprodung des Wcndel- 
maicrials oder auch zum Versagcn des cbenrischen Kreis- 
prozesscs mit desscn Hilfe die Kolbenwand klargchallen 
werden soli. 45 

Durch die vorlicgcndc Erfindung wird Brom oder auch 
Chlor in das Lampenvolumen eingebrads, ohne dass ein 
schadlichcr Einfluss von KoblensioiT ods WasscriiolT zu 
befurchtcn ist. Das in der Lanipc vcrbleibende Rt^Br.} oder 
Re : ,Cl9 wird bei Einschaltcn des Brcnners verfluchiigt, wo- 50 
bei Rhenium bei Temperaiurcn unter 1500 K sich auf kiilte- 
ren Wendelteilen oder Zufuhrungen absdrkiel und trcies 
Brom oder Chlcr in die Gasphase gelangL Das Halogen un- 
lersiut/t den chemischcn Krcisprozess id bezug auf den 
Wolframt ran sport. 55 

Der Niedcrschlag von Rhenium auf den kalteren Wendel- 
leilen und Zufuhrungen dicnt als Schutzschichi gegen che- 
mischcn Angriff und seizt die Reaktionsntc von SauerstotV 
unci Brom oder Chlor in Bezug auf Wolfram stark hcrab. 
[nsbesonderc werden so kleinkristalline Gcfiigc und Kri- w 
sialluhergangsbercichc mit nonnalerweisckicht anatzbarcn 
Korngrcn/en vor dem chemischcn An griff geschiiizt. 

Zusatzlich wird die Austrittarbeit von Wolfram fur Elek- 
tronenemission durch Rhenium heraufgcsetzl, so dass mit 
Re 3 Br; oder Re 3 GI 9 gefulltc Brenner dnrchschlags fester 65 
sind. 

Gcht man da von aus, dass in vteicn Falkoein Lampenvo- 
lumen von 1 ml bis 2 ml vorlicgt, so crgibt skh bei einer 
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Fullung, beispielsweise mil 0.3 mbar Re 3 Br 9 oder Re 3 Cl 9 , 
dass an kalten Wendelteilen und Zufuhrungen erne Rhe- 
nium-Schicht zwischen 20 bis 400 nm abgeschieden wird. 

Patentanspruche 

Dosierungsverfahren fiir Halogcnlampen dadurch ge- 
kennzeichnet, dass Rheniumbromid oder Rhenium- 
chlorid in fliissiger Losung gegebenenfails zusammen 
mit einem Phosphorgetier in das Lampenvolumen be- 
ziehungsweise auf einen Gluhwendelkorper aufge- 
bracht wird. 



